Title (en)

METHOD FOR MANUFACTURING AN INSULATION PLATE

Title (de)

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ISOLATIONSPLATTE

Title (fr)

PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PLAQUE ISOLANTE

Publication

EP 3736100 A1 20201111 (DE)

Application

EP 20164992 A 20200323

Priority

DE 102019110091 A 20190417

Abstract (en)

[origin: CA3076151A1] The invention relates to a method for producing an insulation panel (1) of predetermined width (B), comprising at least one
cover layer (2) and a layer (3) of insulating material located thereon, preferably comprising two cover layers (2), between which the layer (3) of
insulating material is located, wherein the insulating material is produced by metering at least two components of a reactive mixture (4), mixing the
same and feeding them to an inlet (5) of a distributor (6), wherein the reactive mixture (4) being guided in the distributor (6) along a flow path (7)

to a number of nozzle openings (8) and being discharged via the nozzle openings (8), wherein the reactive mixture (4) being applied to the upper
side (9) of the at least one cover layer (2) which moves in a conveying direction (F) relative to the distributor (6). To ensure that the reaction mixture
is applied as evenly as possible to the cover layer, the invention provides that the reactive mixture is discharged via at least five nozzle openings
(8), wherein the reactive mixture is applied from each nozzle opening (8) in a free jet (10) onto the upper side (9) of the cover layer (2), wherein the
impact points (11) of the jet (10) of reactive mixture (4) on the cover layer (2) lie substantially on a line (12) which extends transversely (Q) to the
conveying direction (F), and wherein the distance (a) of the two laterally outermost impact points (11', 11") is at least 70 % of the width (B).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Isolationsplatte (1) mit vorgegebener Breite (B), umfassend mindestens eine Deckschicht
(2) und eine sich darauf befindliche Schicht (3) aus Isoliermaterial, wobei das Isoliermaterial erzeugt wird, indem mindestens zwei Komponenten
eines Reaktivgemisches (4) dosiert, gemischt und einem Zulauf (5) eines Verteilers (6) zugefihrt werden, wobei das Reaktivgemisch (4) im Verteiler
(6) entlang eines FlieBweges (7) zu einer Anzahl Disenéffnungen (8) geleitet und Uber die Diisendffnungen (8) ausgebracht wird, wobei das
Reaktivgemisch (4) auf die Oberseite (9) der mindestens einen sich in eine Foérderrichtung (F) relativ zum Verteiler (6) bewegenden Deckschicht (2)
aufgebracht wird. Um ein mdglichst gleichmafiges Auftragen des Reaktionsgemisches auf die Deckschicht zu gewahrleisten, sieht die Erfindung
vor, dass das Reaktivgemisch Uber mindestens finf Disendffnungen (8) ausgebracht wird, wobei das Reaktivgemisch von jeder Diisenéffnung (8)
im freien Strahl (10) auf die Oberseite (9) der Deckschicht (2) aufgebracht wird, wobei die Auftreffpunkte (11) des Strahls (10) an Reaktivgemisch
(4) auf die Deckschicht (2) im wesentlichen auf einer Linie (12) liegen, die quer (Q) zur Férderrichtung (F) verlauft, und wobei der Abstand (a) der
beiden seitlich auBersten Auftreffpunkte (11', 11") mindestens 70 % der Breite (B) betragt.
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